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(54) Title: QUARTZ GLASS COMPONENT WITH REFLECTOR LAYER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: QUARZGLAS-BAUTEIL MIT REFLEKTORSCHICHT SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES-

SELBEN

(57) Abstract: Methods for producing a quartz glass component with reflector layer are known in which a reflector layer composed
of quartz glass acting as a diffuse reflector is produced on at least part of the surface of a substrate body composed of quartz glass. In
order, taking this as a departure point, to specify a method which enables cost-effective and reproducible production of uniform SiO,
reflector layers on quartz glass components, it is proposed according to the invention that the reflector layer is produced by thermal
spraying by means of SiO, particles being fed to an energy carrier, being incipiently melted or melted by means of said energy
carrier and being deposited on the substrate body. In the case of a quartz glass component obtained according to the method, the
SiO, reflector layer is formed as a layer which is produced by thermal spraying and has an opaque effect and which is distinguished

by freedom from cracks and uniformity.
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(57) Zusammenfassung: Es sind Verfahren zur Herstellung eines Quarzglas-Bauteils mit Reflektorschicht bekannt, bei dem auf
mindestens einem Teil der Oberflédche eines Substratkdrpers aus Quarzglas eine als diffuser Reflektor wirkende Reflektorschicht aus
Quarzglas erzeugt wird. Um hiervon ausgehend ein Verfahren anzugeben, das eine kostengiinstige und reproduzierbare Herstellung
gleichmiBiger SiO,-Reflektorschichten auf Quarzglas-Bauteilen erm&glicht, wird erfindungsgemiB vorgeschlagen, dass die Reflek-
torschicht durch thermisches Spritzen erzeugt wird, indem SiO,-Teilchen einemEnergietrdger zugefiihrt, mittels diesem an-oder
aufgeschmolzen und auf dem Substratkrper abgelagert werden. Bei einem nach dem Verfahren erhaltenen Quarzglas-Bauteil ist die
SiO,-Reflektorschicht als durch thermisches Spritzen erzeugte und opak wirkende Schicht ausgebildet, die sich durch Rissfreiheit
und GleichmiBigkeit auszeichnet.



